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Introducao |

A dispersdo homogénea de nanoparticulas
inorganicas em matrizes poliméricas hidrofébicas é
uma etapa problematica no processo de sintese de
um nanocompésito devido a forte tendéncia de
aglomeragdo das nanoparticulas. Dentre o0s
métodos que podem ser usados para modificar uma
nanoparticula com caracteristicas hidrofilicas e,
consequentemente, aumentar a compatibilidade
com matrizes poliméricas, hd a técnica de enxertia
de polimeros induzida por radiagao ionizante.

Neste trabalho foi estudada a modificacdo da
silica mesoporosa SBA-15 utilizando enxertia de
polimeros induzida por radiagdo ionizante. A
utilizacao de estireno como mondmero foi avaliada.

Resultados e Discussao |

A enxertia induzida por radiacdo de estireno na
silica SBA-15 foi investigada com relacdo ao efeito
do solvente (tolueno e isopropanol) pelo processo de
irradiacdo simultanea com radiagcdo gama e dose de
50 kGy.

O espectro infravermelho da SBA-15 ¢é
caracterizado por uma absor¢éo fraca e alargada na
regidgo de 3400 cm’, o que caracteriza a forte
interacdo por pontes de hidrogénio dos grupos Si-
OH. Este espectro também apresenta bandas em
802 e 1075 cm’ que sao caracteristicas das
vibragbes Si-O-Si. A irradiagdo da SBA-15 nao altera
o perfil do espectro no infravermelho, entretanto,
quando a irradiacdo € realizada na presenca da
mistura ~ mondmero/solvente  novas  bandas
caracteristica da enxertia de poliestireno sao
observadas: v (CH) do anel e do grupo vinilico 3100
- 2800 cm™'; v(CC) do anel aromatico 1600 cm™ e
8(CH) do anel 750 e 695 cm™.

As curvas TG/DTG da SBA-15 apresentam entre
25 e 100°C uma Unica perda de massa (9,0%), que
corresponde a &gua fisiosorvida. A irradiagédo da
silica nao altera o perfil das curvas, exceto que a
perda de massa é ligeiramente menor (5,9%). J& as
amostras de SBA-15 irradiadas na presenga do
estireno a perda de massa até 100°C corresponde a
menos do que 2%, além disso, estas curvas sao
caracterizadas ainda por uma segunda perda de
massa de 22 e 82% em tolueno e isopropanol,
respectivamente, que corresponde ao poliestireno
formado durante a reacao de enxertia.
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As curvas DSC foram registradas de -50 — 350 C
para a mistura das amostras com agua na
proporgdo 1:3 em massa. A curva DSC da SBA-15
apresenta um pico endotérmico em -13°C que
corresponde a fusdo das moléculas de agua que
ocupam a parte interna dos poros. As amostras de
SBA-15 irradiadas com ou sem o monémero em
tolueno também apresentam este pico, entretanto,
quando a silica foi irradiada na presenga do
mondmero em isopropanol este pico endotérmico
ndo é mais observado. Este dado indica que os
poros da SBA-15 podem estar enxertados com o
poliestireno quando o solvente utilizado foi o
isopropanol.

A estrutura em forma de canais da SBA-15 é
identificada por Microscopia Eletrénica de Varredura
(MEV). Apéds a reagdao com o mondmero estireno é
possivel verificar, além da presenca dos canais,
aglomerados caracteristicos de poliestireno ao redor
da estrutura da silica.

Conclusoes |

A irradiacdo da SBA-15 na presenca do estireno
indica a enxertia do poliestireno, mas o processo
ndo altera a morfologia da matriz de silica.
Dependendo do solvente a enxertia também pode
ocorrer na parte interna dos poros da silica, além
disso, o grau de enxertia mostrou dependéncia em
relacdo ao solvente utilizado.
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